
光刻胶去胶液 光刻胶 赛米莱德

产品名称 光刻胶去胶液 光刻胶 赛米莱德

公司名称 北京赛米莱德贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼
2层208

联系电话 15201255285 15201255285

产品详情

光刻胶

PCB

光刻胶

主要分为干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称为抗蚀刻/线路油墨）、光成像阻焊油墨等。PCB
光刻胶技术壁垒相对较低，主要是中低端产品。

LCD

光刻胶

包含彩色滤光片用彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD 触摸屏用光刻胶、TFT-LCD 正性光刻胶等产品。

彩色滤光片是LCD

实现彩色显示的关键器件，占面板成本的14%~16%；在彩色滤光片中，彩色光刻胶和黑色光刻胶是核心
材料，占其成本的27%左右，其中黑色光刻胶占彩色滤光片材料成本的6%~8%。

半导体光刻胶

包括g 线光刻胶、i 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶、聚酰YA光刻胶、掩膜板光刻胶等。

光刻胶介绍



光刻胶介绍

光刻胶(又称光致抗蚀剂)，是指通过紫外光、准分子激光、电子束、离子束、x射线等光源的照射或辐射
，其溶解度发生变化的耐蚀刻材料。光刻胶具有光化学敏感性，其经过曝光、显影、刻蚀等工艺，光刻
胶，可以将设计好的微细图形从掩膜版转移到待加工基片。因此光刻胶微细加工技术中的关键性化工材
料，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作。生产光刻胶的原料包括光引发剂（包括光

增感剂、光致产酸剂）、光刻胶树脂、单体和其他助剂等。

光刻胶工艺

普通的光刻胶在成像过程中，光刻胶去胶液，由于存在一定的衍射、反射和散射，NR9
1500PY光刻胶，降低了光刻胶图形的对比度，NR9 3000P光刻胶，从而降低了图形的分辨率。随着曝光加
工特征尺寸的缩小，入射光的反射和散射对提高图形分辨率的影响也越来越大。为了提高曝光系统分辨
率的性能，Futurrex 的光刻胶正在研究在曝光光刻胶的表面覆盖抗反射涂层的新型光刻胶技术。该技术的
引入，可明显减小光刻胶表面对入射光的反射和散射，从而改善光刻胶的分辨率性能，但由此将引起工
艺复杂性和光刻成本的增加。

光刻胶去胶液-光刻胶-赛米莱德由 北京赛米莱德贸易有限公司提供。 北京赛米莱德贸易有限公司（ww
w.semild.com）为客户提供“光刻胶”等业务，公司拥有“赛米莱德”等品牌。专注于工业制品等行业，
在北京 大兴区 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：况经理。
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